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のかさえも不明のままである D これを|円かにするために UDPG- グリコーゲントランスフエラーゼ，フオ
スブオリラーゼ及び解糖系， TCA 回路， 五炭糖回路に介在する各種脱水素酵素を組織化学的にとらえ修
復過程で表皮細胞がどの械な活性の変動を示すかを経時的に観察した口
()j法並びに成績〕
人の大腿前面{に真皮に迄達する線状創をfr:り 3.6.12時間， 1. 2. 3. 4. 7. 14 日後に充分大きく採取した
皮膚片を材料にした D 選んだ酵素及び)j法は UDPG- グリコーゲントランスブエラーゼ (UDPG-ase) (武
内法) ，フオスフオリラーゼ (Pho) (武内，栗秋法)及び解糖系のグリセルアノレデヒド 3 燐酸 (GA3PDH) , 
乳酸 (LDH) ， TCA jrl1路のコハク酸 (SDH) ， NAD-, NADP- イソクエン般(ICDH) ，五炭糖同路のグル
コース 6 燐酸 (G6PDH) 各脱水素昨ぷ及び NADH-， NADPHーテトラソリウムリダクターゼ (TR) で
GA3PDH は橋本法， NADH-, NADPH-TR は Pearse 法，他の脱水素酵議は Nachles et al 法に従い，
夫々ニトロブ、ルーテトラゾリウム逗元法を使用した。 2 ， 3 の酵素はほぼ同ーの分布，変動を示すので以
下 I 群 (GA3PDH, LDH) , n 群 (SDH， NAD-ICDH) , JI[群 (G6PDH， NADP-ICDH) と略記する。
尚ヘマトキシリンーエオジン及び PAS 染色も併用した。
3 時間後;著変はみられない。
6 時間後: UDPG-ase は創傷械から約 lj10mm 外側部より 3j10mm までの基底層及び腕屑で活性の増
丹、
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UDPG-ase は創傷縁より約 2mm外側に至るまで著しい活性の増強を示す口活性は腕層の中， 上層に著し
いが，下層及び基底層にもみられる o Gly はほぼ同分布を示す口1， JI[群の酵素は Gly 蓄積を示す範囲で
会体に活性の増強を示し，創縁部の腕層上層及びその外側部の頼粒属では特に著しい。 n 群の酵素は創縁
部より外側約 1/10-1/20mm まで活性減弱を示すが，その外側部では道に増強している。
2-3 日後:創傷縁より外側約 2-3mm まで核，細胞質は著しく大きくなり，創縁部では主に椋細胞よ
り成る舌様突起が表皮欠損部を覆っている。又 1 日後にみられた不全角化椋細胞が創傷上痴皮の上，下面
及び舌様突起部の上面にみられる口 UDPG-ase 活性は舌様突起部では尖端，下層に著しく，上層では軽度で
ある。創傷より外側約 3-4mm までは林層の中，上層に苦しい酵素活性の増強を示す。 Gly もこれと同じ
く舌秘突起部では全届に，創縁より外側部にかけては林層の中，上層に蓄積されている o L JI[群は Gly
の蓄積する範囲で全体に活性は増強しており， X，不全角化様細胞も強い活性を示す。然し， 6 -24時間
後にみられた創縁部上層での特に著しい活性増強はみられない。 n 群活性は創縁部及び舌秘突起部では著
しく減弱しているがより外側の L JI[群の活性増強をみる部では同様に活性は増強している。
4 U 後: UDPG-ase は舌様突起部のド層では酵素活性はみられなくなり， Gly も LI'，上層に限局して来
る。
7 日及び14 [j後表皮欠損部は完全に修復される。 UDPG-ase 活性増強の程度は著しく減弱し，その範
囲も表皮欠削修復部の '11 ， 上層に限られる。 Gly も同部位に少量証明される。 L 11 群は殆んど正常に復
し， n 群の活性は可成り回復しているが，正常に比し未だやや減弱している。
尚， NADH-, NADPH-TR は全期間を通じて苫;交なく， 又， pho も 2-4 日後に創縁部及び舌様突起
部でやや活性の増強をみるが，それ以外は変化なかった。
〔総括〕
1. 酵本活性の変動， Glyω蓄積は既に 6 時間後にみられる口
2. UDPG-ase は創縁部及びその外側部で最初は全国に活性の増強がみられ，Wr次**屈のLjJ，上層に l製
品j される D
3. Gly 蓄積は UDPG-ase とほぼ同ーの分布を示す。
4. 1, JI[ 1咋は創縁部及びその外側部で活性の増強をぷし， 6 -24r時間後では創縁部表皮の上層で付ーに
判明である。
5. n 群活性は創縁部にて減じ，外側部では増強する。
6. 以上より Gly の蓄積は従来芯えられていた紘に泊費の減少によるのではなく， 主に合成の増加に
よること，など 2 ， 3 の考察を加えた D
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論文の審査結果の要旨
表皮が外傷を受けた時に， その修復過程で表皮細胞が多量の Glycogen を苔私することは周知の事実で
あり，また，表皮が他の組織と同じ糖代謝経路をもつことも ly=.Jかにされている。従って，表皮細胞の Gly­
cogen 蓄積の問題も当然， 代謝面から論ぜられるべきであるにも拘らず，現在までそれに関する研究は怠
外に少く， Glycogen 代謝に直接関与する|酵素では， 組織化学的には僅に Phosphorylase 及び Succinic
dehydrogenase についての報告があるのみで，解糖系， TCA 回路， 五炭糖回路に関する系統的な報告は
なく，また，合成に関与する UDPG-glycogen transferase についても X一線照射皮膚での生化学的報告を





1. 酵呆活性の変動， Glycogen の蓄積は創傷 6 時間後に，創傷より約300μ 外側までの範囲でみられる口
2. UDPG-glycogen transferase は， 6 時間後には創縁より外側約300μまでの， 1 日後には外側2 ， 3mm
までの表皮全層に， 3 , 4 日以後では~層 ωLIJ ・上層に限局して活性の増強しているのがみられ， 14 日後
にはほぼ正常に復する。
3. Glycogen の蓄積は UDPG-glycogen transferase の活性増強部位にほぼ一致した分布を示すO
4. 解糖系の脱水素酵素， Glucose-6-phosphate 及び NADP-Isocitric dehydrogenase は， 6 時間後
には創縁より約200μ 外側までの部の林層上層に， 1 乃至 4 日後には約 3mm 外側までの範囲で，表皮全層
に活性の増強がみられ， 14 日後には殆ど正常に復する。
5. Succinic 及び NAD-Isocitric dehydrogenase は 1 日後より創縁から約 200μ 外側までの範囲で活
性は減羽するが，それより外側 2 ， 3mm までの部では逆に表皮全層で活性の増強しているのがみられる。
14 日後にはほぼ正常に復する。
6. 以上より，創傷治癒時にみられる表皮細胞の Glycogen 蓄層は，従来与えられていた様に消費の減
少によるのではなく，主に合成の増加により起ると考えられる D
本研究は創傷治癒過程にみられる表皮細胞の Glycogen 告主liを，その代謝経路に介在する各酵素活性を
組織化学的に検することにより， 動的同から制察した報告であり， Glycogen の蓄積が主に合成の増加に
よることを，初めて明かにした点で表皮細胞代謝研先上， 寄与するところ大であり，よって志義ある論文
であると認める。
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